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국내에서 고온건식 탈황기술의 연구는 1994년부터 시작하여 탈황제개발과 공정개발연구가 진행되

었다. 현재까지 고온건식탈황 연구에서 사용한 가스는 실험 조성에 맞게 혼합하여 모사가스를 사용

하였다. 본 연구에서는 모사가스 사용의 한계점을 해결하기 위하여 가스화반응기로부터의 실(Real)

가스를 사용함으로써 탈황제의 성능을 파악하고 고온건식탈황 반응기와 가스화로를 연결하여 두 단

위 공정의 통합에서 생길 수 있는 문제점을 연구하여 해결하는 것이 중요한 과제이다.  유동층 가스

화로를 사용하여 합성(Real)가스를 고온건식탈황 황화/재생 시스템에 공급하여 실험이 이루어졌다. 
실험에 사용된 선화탄이 저 유황탄이기 때문에 H2S를 주입하여 탈황장치로 보내지는 H2S의 농도를 

5000 ppm으로 유지하였다. 탈황반응 후 H2S 농도가 초기 2시간 동안 20 ppm 미만에서 유지하였고, 

그 이후 약간씩 상승하여 40 ppm 수준에 도달하였다. COS의 경우도 10 ppm에서 40 ppm의 수준으

로 유지하였다.  

본 실험의 특징은 합성가스를 발생시키는 유동층 가스화로와 탈황시스템 사이에 사이클론만이 존재

하고 필터가 없기 때문에 가스화시 발생되는 미반응 탄소 또는 타르가 탈황반응기로 유입되어 탈황

제를 포위할 수 있는 상황이다. 본 결과에서는 모사가스를 사용할 때 보다 탈황성능이 떨어지고 있음

을 알 수 있으며 그러한 성능 감소가 시간이 지남에 따라 진행되고 있음을 알 수 있다.   




